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1. はじめに

 筆者らはこれまでに，高密度で活性なECRプラズマを利用した反応性スパッタ磨翌�ｱ入することによって，膜

形成のみのプロセスで，高い垂直方向抗磁力と垂直磁気異方性を示すC◎含有酸化鉄薄膜を作製できることを
報告した1). 本研究では，このCo含有酸化鉄薄膜を日舞した後，さらに2っの方磨翌ﾉよる酸化処理を行った場

合の効果について検討を行った。

 Co含有酸化鉄薄膜メディアの作製には，マイクロ波垂直導入型ECRスパッタ装置(アフティ㈱製:
AFTEX・3400U)を用いた. スパッタターゲットとして， Fe-Co合金ターゲット(Co含有量:6at. ％)を用い，' Arと02

の混合ガスによる反応性ECRスパッタを行った. 基板としては，ディスク用のガラス基板(オハラ製:TS-10ST)を

使用し，結晶配向制御用の下地膜を設けずに，直接基板上に厚みが40nmのCo含有酸化鉄薄膜を堆積させ
た. 成膜時のスパッタ全ガスは0. 080Pa，酸素分圧を0. Oll・Paとし，成膜時の基板温度は150℃とした. その後，

大気中国酸化処理及びECRにより生成された酸素プラズマを照射することによって，酸化処理を行った. 酸素

プラズマの照射には，ECR型イオンシャワー装置(エリオニクス社製:EIS-200ER)を使用した. 酸化処理時の温

度は150℃とし，150秒間酸素プラズマを照射した. この時，サンプルはECR用に生成された磁場の漏れ(約

3800e)を膜面に対して垂直に受けている. 大気中熱酸化処理の方磨翌ﾆしては， Co含有酸化鉄薄膜を300℃

で1時間，垂直方向に約10000eの磁場を印加しながら，大気中アニールを行った. 薄膜の磁気特性の測定に

は，振動試料型磁力計(VSM)を，薄膜表面の観氏翌ﾉは，原子間力顕微鏡(AFM)を使用した、，

3. 実験結果

Table 1に，酸化処理を行わなかったサンプルと，酸素プラズマ照射によって酸化処理したサンプル，

大気中で磁場中アニールを行ったサンプルの磁気特性を示す. As-deposited膜では垂直方向角型深が◎e6

程度であったのに対し，わずか150秒のECR酸素プラズマの照射によって，角型比は0. 75に増加した. 

これは，ECRコイルによる磁場中で酸化処理を行うことにより，垂直磁気異方性が誘導されたものと考

えられる. 大気中で磁場中アニールを行ったサンプルは，垂直方向角型比及び垂直方向抗磁力ともに増

加し，垂直磁気異方性が誘導されていた. Table・2に，これらのサンプルのAFMによって観氏翌ｵた表面

の平均粒径と表面粗さ(R、)を示す. これより，酸素プラズマ照射によって酸化処理を行ったサンプル

は，酸化処理前のサンプルと比較して，粒径が若干増加していたものの，緻密な粒子と平滑な表面を有

していた，一方，大気中アニールを行ったサンプルは，粒子が肥大化しており，表面が著しく荒れてい

た. この結果より，反応性ECRスパッタ磨翌ﾅ作製したCo含有酸化鉄薄膜を，表面を荒らすことなく，

良好な磁気特性を実現する方磨翌ﾆして，ECRプラズマによる酸化処理が有効であることがわかった. 

4諸撫スパッタ磨翌ﾅ成給したC。鮪酸化講に，一撫9辮艦趣㎡伽一・

さらに酸化処理を行った場合の効果について調べた. その

結果，ECRによるプラズマ酸化処理を磁場中で行うことで，

垂直方向角型比が増加し，垂直磁気異方性が誘導され，か

つ良好な表面性を保てることがわかった. 本研究により，

ECRスパッタ装置内において，成膜と酸化処理を一貫した

作製プロセスで，良好な磁気特性と表面性を有する，Co

含有酸化鉄薄膜メディアを作製できることが見出された. 

雄1) S. Yamamoto et al. ， Digests of PMRC2000， 25pB-e4， pp. 163 〈2000)

        Table 2 Grain size and surface roughness of Co-conta;ning ferrite thin-films

Ferrite t昂携一f謎ms 8c↓(kOe) S⊥

As-deposited 3」0 0. 60

Oxidized by
nxygen Plasma

ECR 2. 95 0. 75

Amealed i嫡Alr 3. 22 0. 82

As-dep◎s比ed Oxidized by ECR Oxyge携Plasrηa Amealed in Alr

Grain Size (nm) 凄4. 5 壌8. 4 39. 5

Ra  (nr殿) 0. 60 α66 1. 67
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